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(序) 
 近年、有機ケイ素化学において二価化学種シリレンや二重結合を有するジシレン、その他アニオンやカチオ
ン等、様々な低配位化合物に関する研究が活発に行われている。これらの化学種の合成法については、紫外光照
射によるものや、金属試薬を用いるものなど報告されているが反応の効率の面で改良すべき点がある。 
 近年、当研究室ではジスタンニル置換シラン 2 を合成し、シリレン生成反応について検討した結果、比較的高
い反応性でシリレンを生成することがわかった。そこで、本研究では 2 がジシレンの合成反応に有用であるかを
調べることにした。また、スタンニルシラン類がシリルリチウムの前駆体であることから、2 が 1,1-ジリチオシラ
ンの生成反応に適用できるかを検討した。1,1-ジリチオシランは種々の求電子剤と反応して一段階で 2つの結合を
形成することができる有用な化合物である。しかしながら現在までその合成例は限られている。 
(実験および結果) 
 まず、ジフェニルジスタンニルシラン 1 がシリレンやジシレン
の生成に適用できるかを検討した。1 を捕捉剤共存下、低圧水銀
灯で光照射したところ期待されるシリレン捕捉体の収率はわず
かであった。この理由として、フェニル基上へのシリル基の転位
反応が主反応となったことが考えられる。次に 2 を用いてジシレ
ンの合成反応を行った。(Scheme 1) 光照射に伴い、420 nm に
特有の吸収帯を持つジシレン 5 の生成が確認された。基準化合物の 4 と比較して 2 は反応性に優れ、ジシレン生
成収率が高いことがわかった。2 がジシレンの前駆体として有用であることが示された。 
次に 2 を用いたリチウム試薬による Si-Sn開裂反応を行い、1,1-ジリチオシランの生成について検討した。1,1-
ジリチオシランの生成については数種のハ
ロゲン化合物を用いた捕捉反応を行い、捕捉
生成物の収率によって確認した。その結果還
元剤としてリチウムアレーニドを用いた場
合に良好な収率で捕捉生成物を得ることが
できた。(Scheme 2および Table 1)  
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